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※概要（Summary ）： 

・フォトレジストの評価（膜厚，解像性） 

レジストの種類を変えて塗布し、それぞれの膜厚を

調査した。レジストは AR-5300（東京応化工業製）及

び TEBN-1（トクヤマ製）を使用した。メーカー測定

値では回転数 4000rpm においてそれぞれレジスト膜

厚 180nm、20nmであった。 

また、それらのレジストをマスクアライナで露光・

現像する際にどの程度の解像度が得られるかを調査

した。実験に用いたマスクパターンは最小 2μm径の

ドットパターンである。 

 

 

※実験（Experimental）： 

スピンコーター、膜厚測定器（顕微鏡）、マスクア

ライナ、ドラフトチャンバ（現像）、超純水製造装置 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

おおよそ予想した膜厚のレジスト膜を得ることが

できた。特に HDMS 塗布後のポストベーク条件の最

適化が重要であった。 

解像度に関しては、現状、パターン形成後の形状崩

れが問題となっており改善案を検討中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後は必要に応じて他のレジスト塗布を検討する。 

最適な露光条件の条件出しを実施する。 
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